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10X

An SEM focused at high magnification will 
still be in focus at low magnification
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200X



400X
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16K



45K









Глубина резкости 

Уменьшение 
апертуры может 
увеличить 
глубину 
фокусировки
(резкости) 









Выход вирионов из Т-клетки





Тени





Детектирование вторичных 
электронов

Side Mounted                     In-Lens

боковое                     осевое





Взаимодействие с веществом



Первичный сигнал: вторичные электроны, обратно 

рассеянные электроны, рентгеновское излучение





Моделирование методом Монте Маркло включает 

следующие параметры: 

энергия первичного пучка,

сечение различных взаимодействий, 

длина свободного пробега,  

случайный фактор







ESEM: Environmental Scanning 
Electron Microscope



PLA: 
pressure 
limiting 

aperture





Прохождение пучка электронов 
через газ





Регистрация вторичных электронов





CLEM: Correlated light and electron microscopy



Focused ion beam scanning electron microscopy ( FIB-SEM )




